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(54) Vakuumpumpe

(57)  Vakuumpumpe (1) mit einem Pumpengeh&use
(2), welches einen Befestigungsflansch (9) zum An-
schluss an einen Rezipienten (21) aufweist, bei dem ein
Schirmgehause (3) vorgesehen ist, welches das Pum-
pengehause (2) wenigstens teilweise und den Befesti-
gungsflansch (9) nahezu vollstandig oder vollstandig um-
schlieend ausgebildet ist. Weiterhin umfasst auch das
Schirmgehause (3) einen Befestigungsflansch (8). Das
Schirmgehause (3) dient im Wesentlichen der Abschir-

mung der Vakuumpumpe (1) und ihrer Komponenten vor
starken externen Magnetfeldern, z.B. in der Massen-
spektroskopie, die ein durch Wirbelstromeffekte indu-
ziertes Bremsmoment auf den sich schnell drehenden
Rotor erzeugen kénnen und so die Leistungsaufnahme
der Vakuumpumpe (1) erhéhen. Das Schirmgehause (3)
ist aus einem magnetfeldabschirmenden Material, be-
vorzugt aus einem ferromagnetischen Material, herge-
stellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe mit
einem Pumpengehause.

[0002] Vakuumpumpen werden in verschiedenen
technischen Verfahren wie zum Beispiel bei der Halblei-
terherstellung eingesetzt, um ein zu pumpendes Gas,
welches auch als Pumpgas bezeichnet wird, aus einem
zu evakuierenden Volumen abzuférdern und ein fir das
jeweilige technische Verfahren notwendiges Vakuum zu
erzeugen. Besondere Bedeutung kommt dabei Tur-
bomolekularpumpen zu, die mit hohen Drehzahlen be-
trieben werden und in der Lage sind, ein Vakuum mit
hoher Reinheit zu erzeugen.

[0003] Zum Beispiel werden insbesondere Turbomo-
lekularpumpen in der hochauflésenden Massenspektro-
metrie eingesetzt. Die hochauflésende Massenspektro-
metrie wird beim Detektieren und Identifizieren moleku-
larer Strukturen und bei der Untersuchung chemischer
und physikalischer Prozesse weithin verwendet. Es sind
eine Vielzahl unterschiedlicher Techniken fiir das Erzeu-
gen eines Massenspektrums unter Verwendung ver-
schiedener Auffang- und Detektionsmethoden bekannt.
Eine solche Technik ist zum Beispiel ein Fourier-Trans-
formationsmassenspektrometer.

[0004] In den Spektrometern werden sehr grolRe Ma-
gnetfelder mit einer magnetischen Flussdichte von bei-
spielsweise 10 bis 20 Tesla erzeugt.

[0005] Die in der Umgebung dieser Massenspektro-
meter angeordneten Vakuumpumpen werden ebenfalls
groBen Magnetfeldern ausgesetzt. Diese Magnetfelder
kénnen eine magnetische Flussdichte von mehreren
hundert Millitesla aufweisen.

[0006] Durch das dufere Magnetfeld wird in der Va-
kuumpumpe mit dem sich schnell drehenden Rotor auf-
grund von Wirbelstromeffekten ein Bremsmoment er-
zeugt, welches in einer Leistungszunahme des Motors
resultiert, da der Motor derart ausgelegt ist, dass eine
vorgegebenen Drehzahl eingehalten wird. Die Leis-
tungszunahme des Motors resultiert in einer Warmezu-
nahme in der Vakuumpumpe. Durch die Warmezunah-
me ist es schwieriger, niedrige Driicke zu erzeugen, da
durch die Warmezunahme eine erhdhte Molekiilbewe-
gung verursacht wird. Im ungiinstigsten Fall kann es zu
Betriebsstérungen oder sogar zu Beschadigungen der
Vakuumpumpe durch das schnelle Erwdrmen kommen.
[0007] Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem besteht darin, eine Vakuumpumpe anzu-
geben, die auch bei Anwendungen mit hohen Magnet-
feldstarken ohne die beschriebenen Wirbelstromeffekte
arbeiten kann.

[0008] Diesestechnische Problem wird durch eine Va-
kuumpumpe mit den Merkmalen gemafR Anspruch 1 ge-
16st.

[0009] Die erfindungsgemafle Vakuumpumpe mit ei-
nem Pumpengehause, welches einen Anschlussflansch
zum Anschluss an einen Rezipienten aufweist, zeichnet
sich dadurch aus, dass ein Schirmgehause vorgesehen
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ist, welches das Pumpengehause wenigstens teilweise
und den Anschlussflansch nahezu vollstandig oder voll-
stéandig umschlieRend ausgebildet ist.

[0010] Das Schirmgehduse umschlieRt das Pumpen-
gehause wenigstens teilweise und den Anschlussflansch
nahezu vollstdndig oder vollstéandig in axialer Richtung.
Nahezu vollstéandig bedeutet, dass das Schirmgehause
den Anschlussflansch zu mehr als 75 %, vorzugsweise
mehr als 90 % umschliet. Das Schirmgehduse um-
schlieRt das Pumpengehause vorteilhaft wenigstens teil-
weise und den Anschlussflansch vollstédndig in radialer
Richtung.

[0011] Die erfindungsgemafle Pumpe ist in Anwen-
dungen mithohen Magnetfeldstarken einsetzbar, da eine
Abschirmung der Vakuumpumpe erzeugt wird, bei der
keine Wirbelstromeffekte am Rotor zu einer thermischen
Uberlastung der Pumpe filhren. Das Pumpengehéuse
an sich ist Ublicherweise aus Materialien mit schlechten
oder fehlenden abschirmenden Eigenschaften herge-
stellt. Die Abschirmung wird durch das erfindungsgeman
vorgesehene Schirmgehause erzielt, die das Pumpen-
gehause wenigstens teilweise und den Anschlussflansch
nahezu vollstdndig oder vollstandig umschlieRend aus-
gebildet ist.

[0012] Die erfindungsgemalle Vakuumpumpe weist
den Vorteil auf, dass das Schirmgehduse dadurch, dass
es den Befestigungsflansch nahezu vollstéandig oder voll-
sténdig umschlielt, bis an den Rezipienten anstolRend
oder mit nur wenigen Millimetern Abstand, das heif3t im
Wesentlichen bis zu dem kundenspezifischen Gehause
des Rezipienten ausgebildet sein kann, so dass die Ab-
schirmung bis zu dem Rezipienten wirksam ist und im
Bereich der Flanschbefestigung keine Schwachstelle
entsteht.

[0013] GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung weist das Schirmgeh&use einen
Befestigungsflansch zum Anschluss an den Rezipienten
auf. Hierdurch wird gewahrleistet, dass das Schirmge-
hause unmittelbar an dem Rezipienten angeordnet ist
und somit keine Licken in der Abschirmung entstehen,
durch die das duRRere Magnetfeld eindringen und Wirbel-
stromeffekte am Rotor verursachen kann.

[0014] GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das
Schirmgehduse zum Anschluss an den Rezipienten
Sacklochbohrungen und/oder Durchgangsbohrungen
aufweist. Diese Bohrungen kénnen gewindefrei oder mit
Innengewinde ausgebildet sein.

[0015] Dadurch, dass das Schirmgehduse den Befes-
tigungsflansch zur Befestigung an dem Rezipienten mit
den entsprechenden Sacklochbohrungen und/oder
Durchgangsbohrungen aufweist, weist das Schirmge-
hause einen AuRendurchmesser im Bereich des Befes-
tigungsflansches auf, der dem sonst Ublichen Auf3en-
durchmesser des Befestigungsflansches des Pumpen-
gehéauses entspricht.

[0016] Hierdurch ist gewahrleistet, dass die Baugrofie
der Vakuumpumpe mit Pumpengehause und Schirmge-
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hause nicht groRer ist, als das zum Stand der Technik
gehdérende Pumpgehéduse. Diese Ausfihrungsform hat
den Vorteil, dass das Schirmgeh&use nicht zu einer Ver-
gréRerung des Bauraumes fiihrt und damit nicht zu Kol-
lisionen im System.

[0017] Die Schirmungist also erfindungsgemaR derart
ausgefiihrt, dass in dem Schirmgehduse die Befesti-
gungsfunktion des Gehauseflansches integriert ist.
[0018] GemaR einer vorteilhaften Ausfiihrungsform
der Erfindung weist das Schirmgehaduse rezipientensei-
tig einen Flansch auf. Dieser Befestigungsflansch ist, wie
schon ausgefiihrt, vorteilhaft, um das Schirmgehause
und nicht mehr das Pumpengehause mit dem Rezipien-
ten zu verbinden.

[0019] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das Pum-
pengehause einen Gehduseabschnitt aufweist, in dem
wenigstens ein Rotor der Vakuumpumpe angeordnet ist
und dass der Gehauseabschnitt vollstandig in dem
Schirmgehause angeordnet ist.

[0020] Diese erfindungsgemalRe Ausfiihrungsform
weist den Vorteil auf, dass nicht nur der Befestigungs-
flansch des Pumpengehduses von dem Schirmgehause
umschlossen wird, sondern dass auch der gesamte Be-
reich des Pumpengehéuses, der den Rotor aufnimmt,
von dem Schirmgehduse umschlossen wird. Das bedeu-
tet wiederum, dass der gesamte Rotor von dem Schirm-
gehause mittelbar umschlossen wird, so dass die be-
schriebenen Wirbelstromeffekte am Rotor nicht auftre-
ten. Mittelbar bedeutet, dass das Schirmgehause das
Pumpengehduse und das Pumpengehduse den Rotor
umschlieft.

[0021] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das
Schirmgehause einteilig oder mehrteilig aufgebaut ist.
Das Schirmgehduse kann einteilig aufgebaut werden
und die Vakuumpumpe wird mit dem Pumpengehause
in das Schirmgehduse eingeschoben. Das Schirmge-
hause kann auch entlang einer oder mehreren Mantelli-
nien geteilt ausgebildet sein, so dass das Schirmgehau-
se um das Pumpengeh&use herum angeordnet werden
kann, beispielsweise auch im Bereich von Anschluss-
flanschen.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausfiihrungsform der
Erfindung sieht vor, dass zwischen dem Schirmgehause
und dem Pumpengehduse wenigstens ein O-Ring ange-
ordnet ist.

[0023] Der O-Ring kann eine dichtende Wirkung auf-
weisen. In erster Linie ist jedoch vorgesehen, dass der
wenigstens eine O-Ring der mechanischen Stabilisie-
rung, das heilt der Bedampfung dient. Der O-Ring wirkt
in erster Linie toleranzausgleichend.

[0024] Gemal einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigs-
tens eine CF-Dichtung zur Abdichtung des Pumpenge-
h&auses und/oder des Schirmgehduses gegeniiber dem
Rezipienten vorgesehen ist. Eine CF-Dichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass beide Flanschpartner aus Edel-
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stahl gebildet sind, dass zwischen den Flanschen eine
Kupferring-Dichtung angeordnet ist, dass beide Flan-
sche eine (Edelstahl-)Schneidkante aufweisen, die sich
in den Kupferring eindriicken und somit die Dichtung aus-
bilden.

[0025] Diese Dichtung, dieimHochvakuumbereich an-
geordnet werden kann, ohne auszugasen, dient der Ab-
dichtung des Anschlussbereiches zwischen dem Pum-
pengehause und dem Rezipienten und/oder zwischen
dem Schirmgehduse und dem Rezipienten, um eine va-
kuumdichte Verbindung zu gewahrleisten.

[0026] GemaR einer besonders bevorzugten Ausfiih-
rungsform der Erfindung ist der Flansch des Schirmge-
hauses als Standardflansch ausgebildet. Das bedeutet,
dass die dulRere Abmessung des Befestigungsflansches
des Schirmgehduses beispielsweise einer Standard-
flanschbefestigung, wie zum Beispiel ISO-F oder ISO-
CF entspricht, wobei aufgrund der hohen Wandstarke
der Schirmung der Einsatz der Pumpe in sehr hohen Ma-
gnetfeldstérken ohne signifikanten Einfluss auf das Tem-
peraturverhalten der Pumpe mdglich wird.

[0027] Woirde die Schirmung um den Standardflansch
eines Pumpengehauses zusatzlich angeordnet werden,
entstiinden sehr groRe und damit verteuerte Ausgangs-
teile fur die Abschirmung.

[0028] Vorteilhaft wird eine Schirmung mit 1ISO-F-
Flanschbefestigung an ein ISO-K-Gehause, ahnlich ei-
nem ISO-F-Uberwurfflansch, adaptiert. Damitistes mog-
lich, eine Pumpe mit Standard ISO-K-Flansch mit einem
erfindungsgeméafen Schirmgehduse nachzuristen und
anschlieBend mit einer ISO-F-Flanschverbindung zu
montieren.

[0029] Das erfindungsgemaRe Schirmgehduse kann
aus einem Rohrmaterial mit geeignetem Innen- und Au-
Rendurchmesser mit geringem Aufwand gefertigt wer-
den.

[0030] GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung ist das Schirmgehduse wenigs-
tens teilweise aus einem magnetfeldabschirmenden Ma-
terial gebildet. Vorteilhaft ist vorgesehen, dass das
Schirmgehause wenigstens teilweise aus ferromagneti-
schem Material gebildet ist.

[0031] Als Material kann beispielsweise Weicheisen,
Nickel oder Kobalt verwendet werden, wobei Eisen das
preisgunstigste Material ist und damit bevorzugt verwen-
det wird.

[0032] Es besteht beispielsweise die Mdglichkeit, das
Schirmgehause aus preiswertem Baustahl zu fertigen.
[0033] GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass ein Ge-
hauseabschnitt vorgesehen ist, in dem eine Elektronik
und/oder ein Motor angeordnetist/sind, und dass der Ge-
hauseabschnitt wenigstens teilweise in dem Schirmge-
hause und/oder in einem weiteren Schirmgehduse an-
geordnet ist.

[0034] Diese Ausfiihrungsform weist den Vorteil auf,
dass auch der Motor und/oder die Elektronik gegeniber
einem auBen anliegenden Magnetfeld abgeschirmt wer-
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den, was sich ebenfalls vorteilhaft auf den Betrieb der
Vakuumpumpe auswirkt.

[0035] GemaR einer besonders bevorzugten Ausfih-
rungsform ist die Vakuumpumpe als Turbomolekular-
pumpe ausgebildet. Diese Pumpen arbeiten mit beson-
ders hohen Drehzahlen. Diese Pumpen werden mit Um-
drehungszahlen bis 90.000 Umdrehungen pro Minute
betrieben und die erfindungsgemafle Abschirmung hat
sich bei diesen Pumpen als besonders vorteilhaft her-
ausgestellt.

[0036] Der Einsatz des erfindungsgemafien Schirm-
gehauses ist auch bei Vakuumpumpen mit zusétzlichen
Anzapfungen (Split-Flow-Pumpen) mdglich. Das
Schirmgehause weist fir diese Anzapfungen entspre-
chende Offnungen auf. Diese Offnungen sind jedoch bei
einer geeigneten Dimensionierung fiir die abschirmende
Wirkung nicht nachteilig.

[0037] Das Schirmgehause muss grundsatzlich keine
dichtende Funktion besitzen, wodurch die Anforderun-
gen andie Oberflachenglite nur gering sind. Da die Schir-
mung keinen Kontakt zum Vakuumbereich hat, kénnen
Materialien eingesetzt werden, die ansonsten fur die Va-
kuumtechnik ungeeignet waren, die jedoch preiswert
sind.

[0038] Es istjedoch nicht ausgeschlossen, dass auch
das Schirmgehause eine dichtende Funktion aufweist.
[0039] Da die Schirmung mindestens den gesamten
Bereich des Rotors umschliel3t, der mit Rotorscheiben
bestulckt ist, tragt das Schirmgehduse zur Gehausesi-
cherheit bei. Das Pumpengehduse kann daher diinn-
wandiger beziehungsweise aus einem kleineren Aus-
gangsteil gefertigt werden, wodurch eine erhebliche Kos-
tenersparnis bei der Herstellung der Vakuumpumpen
auftritt.

[0040] Auch dadurch, dass der Befestigungsflansch
zum Anschluss an den Rezipienten von dem Schirmge-
hause gebildet wird, kann der Flansch des Pumpenge-
hauses mit einem deutlich kleineren Durchmesser aus-
gebildet sein, wodurch das Pumpengehduse aus einem
Ausgangsbauteil mit einem deutlich geringeren Durch-
messer hergestellt werden kann. Da das Ausgangsbau-
teil (Rohteil) einen deutlich geringeren Durchmesser auf-
weist, sind die Kosten fiir dieses Bauteil gegenliber den
zum Stand der Technik gehérenden Bauteilen fiir die Va-
kuumpumpen erheblich reduziert.

[0041] Aufgrund der Masse der Abschirmung kann das
Schwingungsverhalten der Vakuumpumpe positiv beein-
flusst werden. Darlber hinaus kann die Verbindung zwi-
schen Schirmgehduse und Pumpengehause derart aus-
gefluhrt werden, dass sie eine dampfende Wirkung auf-
weist.

[0042] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich anhand der zugehdrigen Zeichnung, in der
mehrere Ausflihrungsbeispiele einer erfindungsgema-
Ren Vakuumpumpe nur beispielhaft dargestellt sind. In
der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Vakuumpumpe mit Schirmgehause in
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perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 einen Langsschnitt durch die Pumpe gemaf
Fig. 1;

Fig. 3 einen Teilschnitt durch die Pumpe gemafR Fig.
1;

Fig. 4 ein zweites Ausflihrungsbeispiel einer Vaku-
umpumpe mit Schirmgehause in perspektivi-
scher Ansicht;

Fig. 5 einen Langsschnitt der Pumpe gemaR Fig. 4;

Fig. 6 einen Teilschnitt der Pumpe gemal Fig. 4;

Fig. 7 einen Langsschnitt durch einen ISO-KF-
Flansch mit Pratzen;

Fig. 8 einen Langsschnitt durch einen ISO-KF-
Flansch mit ISO-F-Uberwurfring;

Fig. 9 einen Langsschnitt durch einen ISO-F-
Flansch;

Fig. 10  einen Langsschnitt durch einen CF-Flansch;

Fig. 11 ein gedndertes Ausflihrungsbeispiel.

[0043] Die Fig. 1 bis 3 zeigen eine Turbomolekular-

pumpe 1, die ein Pumpengehduse 2 und ein Schirmge-
hause 3 aufweist.

[0044] In einem gesondert angeordneten Gehause 4
ist eine Elektronik untergebracht. Der Motor (nicht dar-
gestellt) ist in einem Motorgehduse 33 angeordnet. Die
Vakuumpumpe 1 weist eine Turbomolekularpumpstufe
5 sowie eine Holweckpumpstufe 6 auf. Die Pumpstufen
sind nur in Fig. 3 dargestellt.

[0045] Das Schirmgehause 3 weist eine axiale Léange-
nausdehnung auf, derart, dass die Holweckpumpstufe 6
und die Turbomolekularpumpstufe 5 einschlieRlich des
Flansches 9 der Vakuumpumpe 1 in axialer Richtung
vollstdndig von dem Schirmgehduse 3 umschlossen
sind. Hierdurch ist gewahrleistet, dass bei Einsatz der
Vakuumpumpe 1 im Bereich hoher Magnetfeldstarken
eine Abschirmung des Rotors 7 vorhanden ist, Wirbel-
stromeffekte am Rotor 7, die zu einer thermischen Uber-
lastung der Vakuumpumpe 1 fiihren kénnen, vermieden
werden.

[0046] Der Rotor 7 besteht aus einer Welle 10, die im
Bereich der Turbomolekularpumpstufe 5 Rotorschaufeln
11 tragt. Die Rotorschaufeln 11 greifen in Statorschau-
feln 12, die am Pumpengehduse 2 befestigt sind. Die
Holweckpumpstufen 6 weisen rotierende, an der Welle
10 angeordnete pumpaktive Strukturen 13 und am Stator
angeordnete pumpaktive Strukturen 14 auf.

[0047] Das Schirmgehause 3 Ubernimmt mit dem
Flansch 8 die Befestigungsfunktion an dem Rezipienten.
Das Schirmgehause 3 weist hierzu den Flansch 8 auf,
der als ISO-Standardflansch ausgebildet ist.

[0048] Im vorliegende Fall ist der Flansch 8 als ISO-F-
Flansch ausgebildet.

[0049] Dieinden Fig. 1bis 3 dargestellte Vakuumpum-
pe 1 weist einen Befestigungsflansch 9 auf, der als in-
nerhalb des Schirmgehauses 3 angeordneter Flansch 9
ausgebildet ist. Die Befestigung an dem Rezipienten ge-
schieht durch den ISO-F-Flansch an dem Schirmgeh&u-
se 3. Die Verbindung von dem Schirmgehduse 3 zum
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Pumpenflansch erfolgt wie beim ISO-F-Uberwurfflansch.
Der Auflendurchmesser des Schirmgehduses 3 ist kon-
stant Uber die komplette axiale Lange.

[0050] Zwischen dem Pumpengehduse 2 und dem
Schirmgehause 3 ist ein O-Ring 30 vorgesehen. Der O-
Ring 30 weist keine dichtende Funktion auf, sondern
dient in erster Linie als toleranzausgleichend und zur
Dampfung zwischen dem Pumpengehduse 2 und dem
Schirmgehause 3.

[0051] In den Fig. 4 bis 6 ist eine Vakuumpumpe 1
dargestellt, die ein Pumpengehause 2 und ein Schirm-
gehause 3 aufweist. Das Schirmgehduse 3 weist einen
Flansch 8 auf, in dem Befestigungsschrauben 16 in hier-
fur vorgesehenen Bohrungen 17 angeordnet werden
kénnen. Zur Abdichtung gegeniiber einem Rezipienten
ist dartiber hinaus eine CF-Dichtung 18 vorgesehen.
[0052] Die Vakuumpumpe 1 weist dariiber hinaus ein
nicht geschirmtes Elektronikgehduse 4 auf.

[0053] Die Vakuumpumpe 1 weist einen Einlass 19 so-
wie einen Auslass 20 auf. Der Einlass 19 wird mit einem
nicht dargestellten Rezipienten verbunden.

[0054] In den Fig. 4 bis 6 ist der besseren Ubersicht
halber die Pumpstruktur bestehend aus Rotor und Stator
nicht dargestellt. Sie kann jedoch einen gleichen oder
ahnlichen Aufbau, wie er in den Fig. 1 bis 3 dargestellt
ist, aufweisen.

[0055] Auch die in den Fig. 4 bis 6 dargestellte Vaku-
umpumpe 1 realisiert Giber den Befestigungsflansch des
Schirmgehauses die Befestigung am Rezipienten. Die
Schneidkante der CF-Dichtung 18 istam Pumpengehau-
se 2 angeordnet.

[0056] Wie in Fig. 5 dargestellt, weist das Schirmge-
hause 3 einen AuRendurchmesser A auf, wahrend das
Pumpengehduse 2 einen AuRendurchmesser B auf-
weist. Ist, wie im Stand der Technik, der Befestigungs-
flansch des Pumpengehduses 2 als Standardflansch
ausgebildet, weist das Pumpengehduse 2 einen Aullen-
durchmesser A auf, um an einen genormten Standard-
anschluss eines Rezipienten angeschlossen werden zu
kénnen. Das bedeutet, dass der Rohling, aus dem das
Pumpengehause 2 gefertigt wird, einen Durchmesser A
aufweisen muss. Das Pumpengehduse 2 wird zum Bei-
spiel aus dem Rohling gedreht. Der Rohling muss einen
AuRendurchmesser aufweisen, der dem gréten Durch-
messer des fertig gestellten Pumpengehduses 2 ent-
spricht.

[0057] Dadurch, dass die Befestigungsfunktion ge-
maR der Erfindung von dem Schirmgehause 3 Gibernom-
men wird, weist nunmehr das Schirmgehause 3 einen
AuBendurchmesser A auf, wahrend das Pumpengehau-
se einen maximalen AuRendurchmesser B aufweist.
Hierdurch kann ein Rohling verwendet werden, der einen
AuBendurchmesser B aufweist. Da das Pumpengehau-
se 2 Ublicherweise aus Edelstahl gefertigt wird, ist eine
Reduzierung des AuRendurchmessers des Rohlings in
erheblichem Male kostensparend.

[0058] Da das Schirmgehause 3 Ublicherweise keine
dichtende Funktion aufweist, sind die Anforderungen an
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die Oberflachenglte nur gering. Gleichzeitig kann relativ
preiswertes Material fiir das Schirmgehause 3 verwendet
werden, da lediglich die magnetfeldabschirmende Wir-
kung gegeben sein muss. Diese Wirkung erflllt beispiels-
weise einfacher Baustahl, da dieser ferromagnetisch ist.
[0059] Fig. 7 zeigt einen Rezipienten 21, der mit einem
ISO-K-Flansch mit Pratzen an dem Schirmgehduse 3 be-
festigtist. Uber Schrauben 23, die in Gewindebohrungen
17 des Schirmgehéauses 3 greifen, wird ein Flansch 24
des Rezipienten 21 mit dem Flansch 8 des Schirmge-
hauses 3 losbar fest verbunden.

[0060] Zur Abdichtungistzwischendem Flansch 9 des
Pumpengehauses 2 und dem Flansch 24 des Rezipien-
ten eine O-Ring-Dichtung 25 vorgesehen. Vorteilhafter-
weise wird hierzu ein Zentrierring 31 mit O-Ring 25 ver-
wendet. Zuséatzlich ist zwischen Schirmgehause 3 und
Pumpengehause 2 eine O-Ring-Dichtung 34 vorgese-
hen.

[0061] Fig. 8 zeigt eine weitere Befestigungsmaglich-
keit mit einem Uberwurfring 26 (ISO-F). Der Uberwurfring
ist an dem Flansch 24 des Rezipienten 21 angeordnet.
Schrauben 23 greifen durch den Uberwurfring 26 in Boh-
rungen 17 des Flansches 8 des Schirmgehauses 3 und
verbinden damit das Pumpengehause 2 mit dem Rezi-
pienten 21. Zwischen dem Flansch 9 des Pumpenge-
hauses 2 und dem Flansch 24 des Rezipienten ist eine
O-Ring-Dichtung, wie zum Beispiel ein Zentrierring 31
mit O-Ring-Dichtung 25 angeordnet.

[0062] Zusatzlich ist zwischen Schirmgehduse 3 und
Pumpengehause 2 eine O-Ring-Dichtung 34 vorgese-
hen.

[0063] Fig. 9 zeigt einen ISO-F-Flansch 27, der an ei-
nem Rezipienten 21 angeordnet ist. Der ISO-F-Flansch
27 ist mit Schrauben 23 an dem Schirmgehéause 3, die
in Bohrungen 17 greifen, befestigt. Die Bohrungen 17
sind in dem Flansch 8 angeordnet. In dem Schirmgehau-
se 3 ist das Pumpengehause 2 angeordnet. Zwischen
dem Pumpengehduse 2 und dem Schirmgehause 3 ist
eine O-Ring-Dichtung 34 vorgesehen. Zwischen dem
ISO-F-Flansch 27 und dem Pumpengehéause 2 sind ein
Zentrierring 31 sowie eine O-Ring-Dichtung 25 angeord-
net.

[0064] Fig. 10 zeigt einen CF-Flansch 28, der an dem
Rezipienten 21 angeordnet ist. Das Schirmgehause 3
weist den Flansch 8 mit Bohrungen 17 auf. In die Gewin-
debohrungen 17 greifen Schrauben 23, die den CF-
Flansch 28 mit dem Schirmgehause 3 verbinden. Zwi-
schen dem Flansch 9 des Pumpengehduses 2 und dem
CF-Flansch ist eine CF-Dichtung 18 angeordnet.
[0065] Das Schirmgehause 3 ist vorteilhaft derart aus-
geflihrt, dass das Schirmgehause 3 die Befestigungs-
funktion des Gehauseflansches tibernimmt. Die duBeren
Abmessungen kénnen im Flanschbereich denen einer
Standardflanschbefestigung wie zum Beispiel ISO-F
oder ISO-CF entsprechen. Es ist méglich, ein Schirmge-
hause 3 mit ISO-F-Flanschbefestigung an ein ISO-K-Ge-
h&use, ahnlich einem 1SO-F-Uberwurfflansch, zu adap-
tieren. Auf diese Art und Weise ist es méglich, Standard-
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ISO-K-Pumpen mit einem erfindungsgemafen Schirm-
gehause 3 nachzuristen und mit einer ISO-F-Flansch-
verbindung zu montieren.

[0066] Fig. 11 zeigt die Vakuumpumpe 1, wie sie in
Fig. 2 dargestellt ist. Gleiche Teile sind mit gleichen Be-
zugszahlen versehen. Gegeniiber der Fig. 2 ist ein Elek-
tronikgehduse 4 zusatzlich in einem Schirmgehduse 29
angeordnet, um eine zusatzliche Abschirmung der Elek-
tronik zu erreichen. Alternativ oder zusatzlich besteht die
Méoglichkeit, auch ein Motorgehduse 33 innerhalb eines
Schirmgehauses 32 anzuordnen.

Bezugszahlen

[0067]

1 Turbomolekularpumpe

2 Pumpengehause

3 Schirmgehause

4 Motorgehause

5 Turbomolekularpumpstufe

6 Holweckpumpstufe

7 Rotor

8 Flansch des Schirmgehauses 3
9 Flansch des Pumpengehduses 2
10  Welle

11 Rotorschaufeln

12  Statorschaufeln

13  pumpaktive Strukturen der Holweckpumpstufe
14 pumpaktive Strukturen der Holweckpumpstufe
16  Befestigungsschrauben

17  Bohrungen

18  CF-Dichtung

19  Einlass

20 Auslass

21 Rezipient

22 Pratzen

23  Schrauben

24  Flansch

25  O-Ring-Dichtung

26 Uberwurfring

27  ISO-F-Flansch

28 CF-Flansch

29  Schirmgehause

30 O-Ring

31 Zentrierring

32  Schirmgehause

33  Motorgehause

34  O-Ring-Dichtung

A AuRendurchmesser

B AuRendurchmesser
Patentanspriiche

1. Vakuumpumpe mit einem Pumpengehause, wel-
ches einen Befestigungsflansch zum Anschluss an
einen Rezipienten aufweist,
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10.

1.

dadurch gekennzeichnet, dass ein Schirmgehau-
se (3) vorgesehenist, welches das Pumpengehéause
(2) wenigstens teilweise und den Befestigungs-
flansch (9) nahezu vollstédndig oder vollstandig um-
schlieend ausgebildet ist.

Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schirmgehduse (3) einen Be-
festigungsflansch (8) zum Anschluss an den Rezi-
pienten (21) aufweist.

Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schirmgehause (3) zum
Anschluss an den Rezipienten (21) Sacklochboh-
rungen und/oder Durchgangsbohrungen (17) auf-
weist.

Vakuumpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrungen (17) gewindefrei oder
mit Innengewinde ausgebildet sind.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Pumpengehduse (2) einen Gehauseabschnitt auf-
weist, in dem wenigstens ein Rotor (7) der Vakuum-
pumpe (1) angeordnet ist, und dass der Gehause-
abschnitt vollstandig in dem Schirmgehduse (3) an-
geordnet ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schirmgehause (3) einteilig oder mehrteilig aufge-
baut ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Schirmgehause (3) und dem Pumpen-
gehause (2) wenigstens ein O-Ring (30) angeordnet
ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine CF-Dichtung zur Abdichtung des Pum-
pengehauses (2) und/oder des Schirmgehauses (3)
gegeniber dem Rezipienten (21) vorgesehen ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Flansch (8) des Schirmgehauses (3) als Standard-
flanschbefestigung ausgebildet ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schirmgehause (3) wenigstens teilweise aus einem
magnetfeldabschirmenden Material gebildet ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
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Schirmgehause (3) wenigstens teilweise aus einem
ferromagnetischen Material gebildet ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Gehauseabschnitt (4) vorgesehen ist, in dem eine
Elektronik und/oder ein Motor angeordnet ist/sind,
und dass der Gehauseabschnitt (4) wenigstens teil-
weise in dem Schirmgehduse (3) und/oder in einem
weiteren Schirmgehause (29) angeordnet ist.

Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vakuumpumpe (1) als Turbomolekularpumpe aus-
gebildet ist.
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